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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制备方法和显示装置，其中，该阵列基
板包括：衬底基板和设置于衬底上方的电致发光器件，衬底基板和电致
发光器件之间形成有添加层，添加层与电致发光器件接触的表面形成有
若干个突起，添加层的折射率小于或等于衬底基板的折射率，电致发光
器件产生的光线依次穿过添加层和衬底基板而射出。本发明的技术方案
通过在衬底基板和电致发光器件之间设置添加层，可有效的提升从电致
发光器件“折射”至衬底基板内的光线总量，从而可有效的提升显示装置的
出光效率。
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